
AXE 6 - Physique et instrumentation

Couches minces et filtrage optique

OBJECTIFS

- Connaître les méthodes de conception d’un filtre à base de couches minces optiques
- Connaître les méthodes de fabrication de filtres optiques interférentiels
- Savoir caractériser un filtre optique interférentiel
- Savoir définir ses besoins en termes de composants de filtrage optique pour la conception d'un système
optique

PUBLIC

Ingénieurs et chercheurs en charge de la définition des besoins lors du design d’un système optique
nécessitant l’emploi de composants de filtrage optique

PREREQUIS

Bonnes connaissances en optique physique, en particulier sur les interférences à ondes multiples ainsi
qu’une expérience dans le domaine de la métrologie optique. Aucun prérequis sur les couches minces
optiques et la technologie du vide n'est exigé.

PROGRAMME

1er jour
- Introduction aux couches minces optiques
- Présentation des fonctions de filtrage en couches minces optiques
- Méthodes de calculs d’empilements de couches minces optiques
- Méthodes de synthèse de filtres à base de couches minces optiques et démonstration sur logiciel
commercial
- Présentation des méthodes de dépôts physiques à base de couches minces optiques
- Présentation des méthodes de contrôle de filtres en couches minces optiques
- Démonstration de dépôt de filtres optiques interférentiels dans le cadre de la plateforme technologique de
l’Espace Photonique

2ème jour
- Présentation des méthodes de caractérisation de filtres à base de couches minces optiques
- Démonstration de caractérisation de filtres optiques interférentiels dans le cadre de la plateforme
technologique de l’Espace Photonique
- Présentation des informations nécessaires lors de la définition des performances d’un filtre à base de
couches minces optiques
- Etudes de cas soumis par les stagiaires au responsable scientifique du stage une semaine avant le début
de la formation (sous réserve de l'accord préalable du responsable) et analyse de possibles solutions

EQUIPEMENTS

Machines de dépôt sous vide (évaporation assistée par plasma et/ou pulvérisation cathodique magnétron),
spectrophotomètre, profilomètre optique
Voir le site de l'Espace Photonique de l'Institut Fresnel pour une description détaillée des équipements
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LIEU
MARSEILLE (13)

ORGANISATION
2 jours
De 3 à 6 stagiaires

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de cours (50 %) et de travaux
pratiques et dirigés (50 %)
Tout au long de la formation, des
exercices expérimentaux permettront au
stagiaire d’évaluer son acquisition des
connaissances.
Un support papier et des fichiers au format
PDF seront mis à disposition du stagiaire.

COÛT PÉDAGOGIQUE
1100 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 24 067 : du lundi 07/10/24 à 09:00
au mardi 08/10/24 à 17:00
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